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高嶋圭史1,2、保坂将人2、山本尚人2、森本浩行1,2、高見 清3、加藤政博4,2、 
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5 KEK、6 JASRI/SPring-8、7 SAGA-LS 

 中部シンクロトロン光利用施設（仮称）は、愛知県、産業界、地域の大学が協力して計画を推進しており、学術利用はもとより、産業界
からの利用を前提とした施設である。施設の整備・運営は公益財団法人 科学技術交流財団が行い、大学は技術的な支援を行っている。
建屋の建設は昨年の夏より始まり、現在はほぼ完成している。光源加速器、シンクロトロン光ビームライン、測定装置類は、10月に入っ
て順次設置される予定であり、来年に入って加速器、ビームライン等の調整をはじめ、平成24年度中の供用開始を予定している。 
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Type Apple-II 

Remanent Field 1.30 T 

Period Length 60 mm 

Number of Period 33 

Minimum Gap 24 mm 
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